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슬릿홀 주위에서의 하전입자 거동 수치해석  
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슬릿홀(slit hole)이나 원홀(circular hole)이 일정하게 배열된 타공판(perforated plate)은 유동

의 흐름 분포를 인위적으로 균일하게 하기 위하여 널리 사용되고 있다. 특히, 최근에는 타공판

에 전기장을 인가하여 하전된 입자상 오염물질을 제거하기 위한 요소 부품으로써 집진기나 공

기청정기 등에 적용되고 있는 추세이다.  

본 연구에서는 2차원 슬릿홀로 이루어진 타공판에 상류 방향으로 일정한 전기장이 형성된 유

동 내에서 하전된 입자들의 거동 및 집진 기작(mechanism)에 관한 수치해석을 수행하였다. 전

기장이 인가된 슬릿홀 주위에서의 입자거동은 스톡스수(Stk)와 하전입자의 무차원전기영동수

(Es)에 의하여 지배된다. 타공판 두께가 0.2 mm, 타공 면적비가 50 %, 타공판의 상류 전기장세

기가 10 kV/cm로 일정하게 유지된 상태에서 슬릿폭의 변화에 따른 슬릿 주위의 전기장세기

변화와 입자거동을 해석하였다.   

수치해석 결과, 슬릿폭이 클수록 슬릿 선상에서의 전위(electrical potential)가 증가하였다. 특

히 슬릿 모서리에서의 전기장세기가 아주 높게 나타났으며, 그 정도는 슬릿폭이 클수록 증가하

였다. 하전입자의 거동 및 집진 특성은 전기장, 유동장, 기하학적 구조의 특성 크기에 따라 서로 

다르게 나타났으며, 입자의 관성력과 정전인력의 상호 지배에 의한 복잡한 양상을 보였다.  
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